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OZET
Metal oksit katmanlar igeren metal pargalarin hidratize edilmesi igin yontem
Bulus, metal oksit katmanlar igeren metal pargalarnin hidratizasyonu igin kullanilan bir
yontemle iliskilidir. Hidratizasyon, metal oksit katmanin kalinhgiyla kiyaslandiginca

daha ince, harici bir yizey kaplamasinda, kismen hidratize bir metal oksit katmanin

elde edilmesi icin hidratizasyon prosesinin kesilmesi yoluyla uygulanmaktadir.
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ISTEMLER

1. Gozenekli metal oksit katmanlar iceren metal parcalarin hidratizasyonu igin
kullanilan metal oksit katmanin kalinligiyla kiyaslandiginda daha ince, harici olarak
bulunan ylzey katmaninda yer alan ve yalnizca kismen hidratize edilmis bir metal oksit
katmanin elde edilmesi igin hidratizasyon prosesinin kesilmesiyle uygulanan yontem,
kismen gergeklestirilen hidratizasyon igin kullanilan suya, buhara veya su banyosuna
katki maddelerinin ilave edilmesiyle; bu badlamda katki maddeleri olarak
polikarbonatlar, polihidroksi bilesikler, polihidroksi karboksilatlar, polifosfonatlar ve/veya

polikarbonik asitlerin kullaniimasiyla karakterize edilmistir.

2. Istem 1e uygun yontem, metal oksit katmanin anodizasyonu yoluyla elde

edilmesiyle karakterize edilmistir.

3. Yukaridaki istemlerden birine uygun yontem, saf metal veya bir alasindan olusan bir

metal par¢anin kullaniimasiyla karakterize ediimektedir.

4. Yukardaki istemlerden birine uygun ydntem, metal parga olarak bir aliiminyum
parganin veya bir metal oksit katman olusturan allminyum oksit katmana ya da
aluminyum alasimi oksit katmana sahip bir aluminyum alasim parganin kullanimasiyla

karakterize edilmektedir.

5. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, kismen gergeklesen hidratizasyonun

sicak yogunlastirma yolu Uzerinden uygulanmasiyla karakterize edilmektedir.

6. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, kismen gergeklesen hidratizasyonun

sicak suyla veya sicak buharla uygulanmasiyla karakterize edilmektedir.

7. Yukaridaki istemlerden birine uygun yontem, kismen gergeklesen hidratizasyonun

bir sicak su banyosunda uygulanmasiyla karakterize ediimektedir.

8. Yukaridaki istemlerden birine uygun ydntem, kismen gergeklesen hidratizasyonun
< 100°C bir sicaklik altinda, ozellikle de 65 ila 99°C arasindaki bir sicaklk altinda

uygulanmasiyla karakterize edilmektedir.
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9. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, kismen gerceklesen hidratizasyonun <
100°C bir sicakhigindaki bir su banyosunda, ézellikle de 65 ila 89°C arasindaki bir

sicaklik altindaki bir su banyosunda uygulanmasiyla karakterize ediimektedir.

10. Yukandaki istemlerden birine uygun yoéntem, kismen gerceklegtirilen
hidratizasyonun < 100°C dereceden daha kuguk, tzelikle de 65°C ila 99°C sicaklik
altinda ve metal oksit katmanin katman kalimhginin um'si basina (¢ dakikadan daha az

bir islem suresiyle uygulanmasiyla karakterize edilmektedir.

11. Yukandaki istemlerden birine uygun yontem, kismen gergeklestirilen
hidratizasyonun 0.5 ila 120 dakika arasindaki bir islem slresi boyunca slrmesiyle

karakterize editmektedir.

12. Yukaridaki istemierden birine uygun yontem, kismen hidratize edilmis metal oksit

katmanin bir ylizey kaplamasiyla donatilmis olmasiyla karakterize edilmektedir.

13. Yukaridaki istemlerden birine uygun yontem, seffaf, dzellikle de yiksek seffafliga

sahip bir yizey kaplamasinin kullaniimasiyla karakterize edilmektedir.

14. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, seramik bir yOzey kaplamasinin

uygulanmasiyla karakterize ediimektedir.

15. Yukaridaki istemlerden birine uygun yontem, ince seramik bir kaplamanin elde
edilmesi icin 0,2 ila 7 ym arasinda bir kalinliga sahip, ézellikle de 0,5 ila 5 um arasinda
bir kalinhga sahip seramik ylzey kaplamasinin uygulanmasiyla karakterize

edilmektedir.

16. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, yGzey kaplamasinin puskrtilerek,
haddeleme, doékme islemiyle veya daldirma yoluyla uygulanmasiyla Kkarakterize

ediimektedir.

17. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, ylzey kaplamasinin &zellikle 1sitma

yoluyla sertlestiriimesiyle karakterize edilmektedir.
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18. Yukaridaki istemlerden birine uygun yontem, ylzey kaplamasi olarak ézellikle
silisyum dioksit iceren veya silisyum dioksitten olusan bir kaplamanin kullaniimasiyla

karakterize edilmektedir.
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ISTEMLER

1. Gozenekli metal oksit katmanlar iceren metal pargalarin hidratizasyonu igin
kullanilan metal oksit katmanin kalinligiyla kiyaslandiginda daha ince, harici olarak
bulunan ylizey katmaninda yer alan ve yalnizca kismen hidratize edilmis bir metal oksit
katmanin elde edilmesi igin hidratizasyon prosesinin kesilmesiyle uygulanan yéntem,
kismen gergeklestirilen hidratizasyon igin kullanilan suya, buhara veya su banyosuna
katki maddelerinin  ilave edilmesiyle; bu badlamda katki maddeleri olarak
polikarbonatlar, polihidrokst bilesikler, polihidroksi karboksilatlar, polifosfonatlar ve/veya

polikarbonik asitlerin kullaniimasiyla karakterize edilmistir.

2. Istem 1'e uygun ydntem, metal oksit katmanin anodizasyonu yoluyla elde

edilmesiyle karakterize edilmistir.

3. Yukaridaki istemlerden birine uygun yontem, saf metal veya bir alagindan olusan bir

metal parcanin kullaniimasiyla karakterize edilmektedir.

4. Yukardaki istemlerden birine uygun ybntem, metal parga olarak bir aliminyum
parganin veya bir metal oksit katman olusturan aliiminyum oksit katmana ya da
aluminyum alagimi oksit katmana sahip bir aliminyum alasim parganin kullaniimasiyla

karakterze edilmektedir.

5. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, kismen gerceklesen hidratizasyonun

sicak yogunlastirma yolu Uzerinden uygulanmasiyla karakterize edilmektedir.

6. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, kismen gergeklesen hidratizasyonun

sicak suyla veya sicak buharla uygulanmasiyla karakterize edilmektedir.

7. Yukaridaki istemlerden birine uygun yontem, kismen gergeklesen hidratizasyonun

bir sicak su banyosunda uygulanmasiyla karakterize edilimektedir.

8. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, kismen gergeklegen hidratizasyonun
< 100°C bir sicaklik altinda, ¢zellikle de 65 ila 89°C arasindaki bir sicaklik altinda

uygulanmasiyla karakterize edilmektedir.
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9. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, kismen gergeklesen hidratizasyonun <
100°C bir sicakhgindaki bir su banyosunda, 6zellikle de 65 ila 98°C arasindaki bir

sicaklik altindaki bir su banyosunda uygulanmasiyla karakterize edilmektedir.

10. VYukandaki istemlerden birine uygun ydntem, kismen gergeklestirilen
hidratizasyonun < 100°C dereceden daha kuguk, ozellikle de 65°C ila 99°C sicaklik
altinda ve metal oksit katmanin katman kalinli§inin pym’si basina ¢ dakikadan daha az

bir iglem suresiyle uygulanmasiyla karakterize edilmektedir.

11. Yukarndaki istemlerden birine uygun yontem, kismen ger¢eklestirilen
hidratizasyonun 0,5 ila 120 dakika arasindaki bir islem slresi boyunca sirmesiyle

karakterize edilmektedir.

12. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, kismen hidratize edilmis metal oksit

katmanin bir yizey kaplamasiyla donatilmis olmasiyla karakterize edilmektedir.

13. Yukandaki istemlerden birine uygun yontem, seffaf, ¢zellikle de yUksek seffafliga

sahip bir ylzey kaplamasinin kullaniimasiyla karakterize edilmektedir.

14. Yukardaki istemlerden birine uygun ydntem, seramik bir ylzey kaplamasinin

uygulanmasiyla karakterize ediimektedir.

15. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, ince seramik bir kaplamanin elde
edilmesi igin 0,2 ila 7 ym arasinda bir kalinliga sahip, 6zellikle de 0,5 ila 5 pm arasinda
bir kalinliga sahip seramik ylzey kaplamasinin uygulanmasiyla karakterize

edilmektedir.

16. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, ylzey kaplamasinin piskirtilerek,
haddeleme, dokme islemiyle veya daldirma yoluyla uygulanmasiyla karakterize

edilmektedir.

17. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, ylzey kaplamasinin ézellikle 1sitma

yoluyla sertlestirimesiyle karakterize ediimektedir.
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18. Yukaridaki istemlerden birine uygun yéntem, yuzey kaplamasi olarak 6zellikle
silisyum dioksit iceren veya silisyum dioksitten olusan bir kaplamanin kullaniimasiyla

karakterize ediimektedir.
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TARIFNAME

Metal oksit katmanlar iceren metal pargalarnn hidratize edilmesi igin yéntem

Bulus, metal oksit katmanlar igeren metal pargalarin istem 1'in Ust kavramina uygun

olarak hidratize edilmesi i¢in uygulanan bir yontemle iliskilidir.

Eger metal parca olarak bir aliminyum yapi parg¢asi sbz konusuysa, © zaman
atmosferik kosullar altinda ylzey Uzerinde spontane clarak ince, dogal katman olarak
adlandirilan ve aluminyum yap! parcasina korozyona Kkarsi gérece iyi bir koruma
saglayan bir alUminyum oksit katmant olusur. Aliminyum yap! pargasinin anodik
(elektrolitik) oksidasyonu sayesinde, ¢cok sert ve aginmaya karsi dayanikl bir gézenekli
anodik aliminyum oksit katman meydana gelir. Gézenekli yapisi nedeniyle anodik
aliminyum oksit katmant ¢ok biylik bir ylizeye sahiptir. Anodizasyonu takip eden bir
yogunlastirma prosesinde allminyum oksit katman hidratize edilir. Bu baglamda su
kristal su formunda baslangigta ameorf olan allminyum oksit katman iginde biriktirilir. Bu
aliminyum oksit hidratinin hacmi, aliuminyum oksitin hacminden, aliminyum oksit
katmanin gézenekleri doldurulacak ve kapatilacak bigimde daha biytktir. Bu sayede
korozyona kars lyi bir dayanim saglanmis olur. Anodik olarak okside olmus alliminyum
yapl parcalari, sahip olduklan aliminyum coksit katman nedeniyle bir gok mekanik
kimyasal zorlamaya direnglidir. Fakat aliminyum ve aliminyum oksidin amfoter
karakteri nedeniyle ancdik oksit katmanlar hem alkalik hem de asidik ¢ozeltiler iginde
saldiriya maruz kalrlar. Bu tlrden ¢ozeltiier artan bir bigimde aliminyum yapt
parcalarinin temizliginde kullanilmaktadir. Anodik aliminyum oksit katmaniarin temizlik
sirasinda bir korozyon saldirisina karsi korunmasi igin, yuzey yluksek seffafliga sahip
katmanlarla &tuitr. SiO2 bazlh Sol Jel-vernikler olarak adlandirilan malzemeler &zellikie
uygundur. Bu tirden kaplama sistemleri, daldirma, puskurtme, haddeleme veya dokme
islemiyle uygulandiktan sonra bir firnda yaklasik 300°C dereceye kadar olan
sicakliklarda firinlanir. Bu finnlama islemi sirasinda SiO2, katmanin bu sayede

koruyucu ézelliklerini ortaya c¢ikarabilecek bigimde, kimyasal bag kurmaktadir.

Firinlama islemiyle gergeklestirilen sicaklik stresi altinda, alUminyum gévdenin ve onun
aluminyum oksit katmaninin farkli termal esneme katsayilar nedeniyle ortaya gikan

mikro cgatlaklarin clustugu goérulmistir. Gorsel olarak goérulebilir mikro catlaklar
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nedeniyle dekoratif yapl pargasinin optik gérinlsl bozulmaktadir. Hidratize edilmig,
baska bir deyisle yodunlastinimis aliuminyum oksit katmanlarin termik stres altinda
hidratize edilmemis, vyani yodunlastirimamis aliminyum oksit katmanlaria
kiyaslandi§inda daha fazla ¢atlak olusumuna edilimi oldugu goérulmustur. Kuskusuz
yogunlastirlmamis aliminyum oksit katmaniar kullanilirsa, o zaman dastk molekller
kaplama sistemleri tamamen gdzenekli aluminyum oksit katman igine nufuz edebilir.
Fakat bu nedenle aliminyum yap! pargasinin optik dzellikleri, dekoratif etki kaybolacak
bigimde degdismektedir. Ayrica yodunlagtirimamis, anodik aliminyum yapi pargalar),
gbzenekli yuzey yapisi ve buna bagl olarak ylksek absorbsiyon yetenegdi nedeniyle

endUstriyel bakimdan yalnizca ¢ok zor olarak islenebilir,

US 3440150 A taniml patent yazisi yardimiyla, aliminyum parcalar Gzerindeki
aluminyum oksit katmanlarinin hidratize edilmesi yoluyla kismen bir yogunlastirmanin
gerceklestirildigi bir yontem bilinmektedir. Aliminyum oksit katmanlar anodizasyon
yoluyla elde edilir. Daha sonra buhar veya kaynar su uygulanir. Bunun ardindan bir

ylzey kaplamas yapilir.

US 965837 A tanimli patent yazisinda, US 3440150 A tamml patent yazisinda uygun
bir yontem aciklanmaktadir. Fakat burada silikatlarla bir ylzey kaplamasi

gergeklestirimektedir.

GB 1467184 A tammh patent yazisinda, bir sulu islemle, gdzenekli ve anodize edilmis
bir aluminyum oksit katmana ait bir Ust kisimda gézeneklerin hidratize ediimesi ve
yogunlastiriimasinin yapilabildigi agiklanmaktadir. Amorf selenyum yardimiyla bir

kaplama islemi gerceklestiriimektedir.

Bu nedenle bulus, vyazinin girisinde belirtilen dezavantajlardan kaginmayi
amaclamaktadir.

Bulusa uygun olarak bu amacin gergeklestiriimesi igin metal oksit katmanlar iceren
metal parcalarin Istem 1 geredi hidratize edilmesi igin bir yéntem &n gérilmustar. Bu
ydntemde hidratizasyon yalnizca, metal oksit katmaninn kalinhgryla kiyaslandiginda
daha ince dista kalan bir yluzey katmaninda hidratizasyon prosesinin iptaliyle yalnizca
kismen hidratize edilmis bir metal oksit katmanin elde edilmesi i¢in uygulanmaktadir.
Buna gére 8zellikle anodizasyon yoluyla elde edilen bir metal oksit katmana sahip bu
turden bir metal parca “tamamen’ hidratize edilmemexktedir. Oyle ki, oksit katmanin

g6zenekleri tamamen doldurulmamakta; bunun yerine gozenekler yalnizca yuzey
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kisimda, baska bir deyisle ylzey katmani olarak adlandinlan kisimda kapatiimaktadir.
Yizey katmani yalnizca tUm metal oksit katmanin kalinliginin yalmizca bir kismini
olusturmaktadir. Boylelikle yalmzca kismen gerceklestirimis bir yogunlastirma veya
hidratizasyon stz konusudur. Bu sayede ézellikle termal stres altinda ortaya ¢ikan
catiak olusturma egiliminin ortadan kaldinldidi gériimustir. Béylelikle optik olarak cazip
bir gérlnls oOzellikle aliminyum pargalarda korunarak kalmaktadir. Bulasa uygun
yéntem geredi kaplama malzemesi, anodik aliminyum oksit katman igine hi¢ niifuz
etmemekte veya ¢ok dnemsiz miktarda ntfuz etmektedir. Oyle ki, bu kaplamanin optik
gérintlist degismemekte veya yalnizca onemsiz miktarda degismektedir. Bu baglamda
bu kaplamanin dekoratif ézellikleri ve buna bagh olarak da yapi parcasinin dekoratif
dzellikleri kaybolmamaktadir. Kismen gergeklestiriien hidratizasyon iglemi igin
kullanilan suya, buhara veya su banyosuna katki maddelerinin ilave ediimesi on
gérilmustir. Bu katki maddeleri badlaminda polikarbonatlar, polihidroksi bilesikler,

polihidroksikarboksilatlar, polifosfonatlar vefveya polikarbonik asitler s6z konusudur.

Belirtiimis oldugu gibi, metai oksit katmanin anodizasyon yoluyla Uretilmesi avanta
saglayicl bir durumdur. Bu kavramdan &zellikle elektroliik bir iglem y&ntemi

anlastimalidir.

Metal parca saf metalden veya bir alasimdan olusabilir. Ozellikle metal parga
bagiaminda, metal cksit olusturan bir aliminyum oksit katman veya aliminyum alagimi
oksit katmanla donatilmis bir aliminyum parganin veya bir aliminyum alagim parganin

s6z konusu olmas! én goéralmustir.

Bulusun bir baska duzenlemesinde, kismen gergeklesen hidratizasyonun sicak
yogunlastirma yoluyla uygulanmasi 6n gorllmistur. Bu sicak yogunlagtirma iglemi
boylece sicakhigin etkisiyle gergeklesmektedir ve bulusa uygun olarak sonuna kadar
surdirulmemektedir. Oyle ki, tim metal oksit katman yodunlastinlmamakta, bunun

yerine metal oksit katmanin yalnizca ylzey katmani yogunlastiriimaktadir.

Kismen gerceklestirilen hidratizasyon tercihen sicak suyla veya sicak buharla

yapllabilir. Ozellikle bir sicak su banyosu uygulanmaktadir.

Kismen gerceklesen hidratizasyon tercihen 100°C ‘den daha dusik ozellikle de 65°C

ila 99°C arasindaki bir sicaklikla uygulanir.
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Hidratizasyon belirtilen su banyosu icinde yapilirsa, o zaman su banyosu 100°C

dereceden daha kiguk, dzellikle de 65°C ila 99°C arasinda bir sicakliga sahiptir.

Bulusun bir baska uygulama bigiminde, kismen gerceklestirilecek hidratizasyonun
100°C dereceden daha klglk, ¢zellikle de 85°C ila 99°C sicaklik altinda ve metal oksit
katmarnun katman kalinhdinin mm’si basina 3 dakikadan daha az bir islem siresiyle
uygulanmast 6n gériimustir. Kismen gergekiesecek hidratizasyonun 0,5 ila 120 dakika
arasindaki bir islem siresi boyunca sUrmesi 6n gérllebilir. Bu degerler dzellikle

aliminyum yapi pargalari igin gegerlidir,

Bu kismen hidratize edilmis metal pargca ya da kismen hidratize metal oksit kaiman
tercihen bir yizey kaplamasiyla donatilmistir. Bu baglamda ézellikle seffaf, 6zellikle de
ylksek seffaflia sahip bir ylzey kaplamas! séz konusudur. Tercihen seramik bir ylzey
kaplamas! uygulanabilir. Bu seramik ylzey kaplamas) ince seramik kaplama olarak
dizenlenmistir, baska bir deyisle, 0,2 ila 7 um, &zeliikle de 0,5 ila 5 ym bir kalinliga
sahiptir. Ylzey kaplamas: plskurttlerek, haddeleme, dékme iglemiyle veya daldirma

yoluyla uygulanabilir. Yizey kaplamasi dzellikle isitma yoluyla sertlestirilir.

Yizey kaplamas) olarak ozellikle silisyum dioksit veya silisyum dioksit igeren bir

kaplama kullanilr.

Metal oksit katman vyalnizca, kalnlidiyla kiyaslandidinda daha ince, dig kisimda
bulunan bir ybzey katmaninin bulundugu kisimda hidratizasyon prosesinin
durdurulmasiyla yalnizca kismen hidratize edilmis bir metal oksit katmamin elde
edilmesi igin hidratize edilmistir. Metal parca olarak bir aliminyum parga veya bir
aluminyum alasim parga bulunmaktadir. Bu parganin aliminyum oksit katmani ya da
aliminyum alasimin oksit katman tercihen bir anodize aliminyum cksit katman veya
bir aliminyum alasim oksit katmanidir. Bu katmanin ylzeyinde tercihen bir seramik

katman, dzellikle de bir ince seramik katman bulunmaktadir.

Cizimler bulusu bir uygulama 6&rnedi yardimiyla asagida agiklandigl gibi

gostermektedir:

Sekil 1, anodize edilmis aliminyum oksit katmanla donatiimis bir aliminyum pargayla

sematik bir kesiti géstermektedir.
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Sekil 2, kismen hidratize aliminyum oksit katmanla donatilmis ve $ekil 1'de gosterilen
aliminyum pargay! ve aluminyum oksit katmanin ylzeyine uygulanmis ince seramik

kaplamayi géstermektedir.

Metal oksit katman iceren metal pargalarin hidratize edilmesi igin kullanilan yéntemle
iligkili olarak asadida, aliminyum oksit katman igeren bir alliminyum parga

acglklanmaktadir.

Anodizasyon, hidratizasyon ve kaplama islemi baglaminda, ozellikle de bir Scldel-
sistemiyle uygulanan bir kaplama baglaminda proses slreci asadidaki gibidir:
Aliminyum par¢a yaglardan anndirilir. Segenek olarak yaddan arindirma &ncesinde
mekanik olarak polisaj islemine sokulur. Yagdan arindirma sonrasi bir duruluma yapilir.
Yagdan arindirma sonrasl segenek olarak bir kimyasal asindirma 6n gériimusse, o
zaman o6nce durulama, sonra asindirma ve bunun sonrasinda da bir kez daha
durulama yapilir. ilk olarak bir asidik dekapaj uygulanir. Bu noktada asagida belirtilen
istemler de &n gérlimUs olabilir. Segenek olarak durulama; secenek olarak kimyasal
veya elektro kimyasal parlatma, secenek olarak durulama, segenek olarak alkali
dekapaj , secenek olarak durulama, se¢enek olarak asidik dekapaj. Bu baglamda bu

islemlerin tamami veya bir kagi birbiri ardina veya bu iglemlerden biri uygulanir.

Daha sonra aluminyum par¢a anodize edilir; bu islem ozellikle elektrolitik yolla

gergeklestirilir. Daha sonra bir durulama iglemi uygulanir.

Simdi artik, aliminyum oksit katmanin kalinligiyla kiyaslandiginda daha ince, dis
kisimda duran bir ylzey katmani kisminda hidratizasyon, hidratizasyon prosesinin
durdurulmas yoluyla, yalnizca kismen hidratize edilmis bir aliminyum oksit katmanin
elde edilmesi icin gergeklestirimektedir. Hidratizasyon yontemi, 65°C ila 99°C
arasindaki bir sicaklida sahip bir sicak su banyosunda ve aluminyum oksit katmanin
pum’si basina 3 dakikadan daha az bir slreyle uygulanir. Su banyosuna katki maddeleri
olarak, polikarbonatlar, polihidroksi bilesikleri, polihidroksikarboksilatlar, polifosfonatiar
ve/veya polikarbonik asitler ilave edilir. Daha sonra yalnizca kismen hidratize edilmis
aliminyum parganmin yazeyi, 0,5 ila 5 pm Kkalinhga sahip bir seramik ylzey
kaplamasiyla donatilmaktadir. Daha sonra bir isit islemle, ézellikle de 150 ila 300°C
deger aralidinda, bir kaplama, kimyasal agla baglanmaktadir. Kaplama bagdlaminda bir
SolJel-sistemi veya baskaca disik molekiler lak sistemleri séz konusudur. Yizey

kaplamasi ézellikle silisyum dioksit igermektedir.
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Bulusa uygun hareket tarziyla kaplamanin firinlanmas! yoluyla gatlak olusumu etkin

bicimde engellendigi gorulmastir.

Sekil 1 bir aluminyum oksit katman (2) igeren bahsi gecen bir aliminyum parganin (1)
bir kesitini gostermektedir. Aliminyum oksit katman (2) kalinlidi D ile karakterize
edilmistir. Aluminyum oksit katmanin (2) yizeyinde (3) ¢ok sayida agik gdozenegde sahip
oldugu goérlimektedir. Aliminyum parganin (1) aliminyum oksit katmani (2)

anodizasyon, elektrolitik islem yoluyla elde edilmistir.

Sekil 2de, Sekil 1'deki aliminyum parcanin kismen hidratize edilmis oldugu
gérulmektedir. Islem, bir sicak su banyosu iginde gergeklestiriimistir ve sonuna kadar
sUrduriimemis ve isleme ara verilmistir. Bu sayede goézenekler (4) tam olarak
dolduruimamis ve kapatilmamig, bunun yerine hidratizasyon, aluminyum oksit
katmanin (2) ylzey katmaninin (5) yalnizea bir kisminda gergeklestirilmistir. Oyle ki,
gézenekler (4) yalnizca Ust kisimda doldurulmus ve Kkapatiimistir. Fakat onceden
oldugu gibi aliminyum oksit katman (2) iginde, fakat bundan boyle kisa bir uzunluk
élclslinde yer almaktadir. Aliminyum oksit katman (2), gozenekler (4) igeren (X)
kalinligindaki bir temel katmandan (6) ve bunun Uzerinde duran, harici, hidratize
edilmis (Y) kalinhgindaki bir yuzey katmanindan (5) olugmaktadir. Bu baglamda
asadidaki formil gegerlidir: D = X+Y.

Asagida Sekil 2'ye uygun olarak kismen hidratize edilmig aliminyum oksit katmanin (2)
ylzeyine (3) bir ylzey kaplamasi (7) uygulanmistir. Bu baglamda kapatimis
g6zenekler (4) nedeniyle kismen hidratize edilmis aliminyum oksit katman (2) igine
nifuz etmeven veya valnizca az miktarda nlfuz edebilen ince seramik bir ylzey
kaplamas| s6z konusudur. 1s!l islemle uygulanan seramik ylzey katmani (7) kimyasal

ag olusturarak baglanir. Yizey kaplamasi 5 ila 7 um kalinligindadir ve SiOz igerir.

Ozellikle bulusa uygun ydéntemin motorlu kara yolu tasiti Gretiminde aliminyum
pargalarda uygulanmasi én géralmustir. Boylece ozellikle, sis ¢italannin ve benzeri
elemanlarin belirtilen ydntem adimlariyla optik clarak gok uygun bigimde dlzenlenmesi
de mumkindir. Ayrica yontem ev esyalarinin, ornegin kek-pasta kaliplarinin,
tencerelerin, tavalarin vs. Uretilmesi icin de kullanilabilir. Kaplama malzemesi olarak bir

SolJel-sistemi uygulanmaktadir.
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